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１．概要（Summary） 

近年、サブミクロンの誘電体ナノ構造を用いて、レ

ンズのような光学素子の機能を実現するメタサーフ

ェス、メタレンズが、新たな光波制御技術として注目

されている[1]。 
本研究では、高い NA を有する誘電体メタレンズを

自作するための要素技術開発として、微小な金属ナノ

ディスク構造の作製を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 
F7000S-VD01)、汎用高品質 ICP エッチング装置

(ULVAC NE-550)、LL 式高密度汎用スパッタリング装置

(芝浦 CFS-4EP-LL)、高精細電子顕微鏡(HITACHI 
Regulus 8230) 
 
【実験方法】 
シリコン基板上に厚さ約 40 nm の Cr 薄膜を LL 式高密

度汎用スパッタリング装置を用いて作製し、高速大面積

電子線描画装置を用いて、最小半径約 100 nm のナノデ

ィスク構造を作製した。現像後、汎用高品質 ICP エッチン

グ装置を用いて Cr 膜に対するドライエッチングを行い、

作製した構造を、高精細電子顕微鏡を用いて観察した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に示すように、ドライエッチング後、直径約 85 
nmのCrナノディスクが形成されていることが電子線顕微

鏡観察によって確認することができた。 
今後は、この金属構造をマスクとして、メタサーフェス構

造の作製を進めて行く予定である。 

 

Fig. 1 SEM image of fabricated Cr nano discs 
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